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@ Totraumarme Halbmaske mit Verschlufe der Nasenoffnungen 

Eine Halbmaske mit einem den Mund- und Nasenraum 
umgreifenden Maskenkorper mit umlaufendem Dichtwulst 
und einem AtemanschluB soli derart verbessert werden, daft 
die Lange eines umlaufenden Dichtwulstes am Maskenkor- 
per verkurzt und der Totraum verringert wird. Dazu ist vorge- 
sehen, da& der Dichtwulst um einen orsten, die Nase urn- 
schlieSenden Dichtbereich (8) und einen zweiten, den Mund 
umschlie&enden Dichtbereich (9) gefuhrt ist, wobei Mun- 
draum (2) und Nasenraum (3) durch die Dichtbereiche (8, 9) 
voneinander abgetrennt werden. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft eine Halbmaske mit einem den 
Mund- und Nasenraum umgreifenden Maskenkorper 
mit umlaufendem Dichtwulst und AtemanschluB. 

Eine derartige Halbmaske ist aus der US-25 78 621 
bekanntgeworden. 

Die bekannte Halbmaske besteht aus einem Masken- 
korper mit umlaufendem Dichtwulst, der auf Nase, 
Mund und Kinn aufgesetzt wird und sich durch den 
elastischen Rand des Dichtwulstes an das Gesicht des 
Benutzers anschmiegt. Der Dichtwulst hat zwischen 
Mund und Nase eine Querverbindung zu den Seiten- 
flanken, um dem Maskenkorper eine hdhere mechani- 
sche Stabilitat zu geben und einem Abspreizen der Sei- 
tenflanken beim Aufsetzen entgegenzuwirken. Der 
Dichtwulst verlauft am auBeren Rand des Maskenkor- 
pers von der Nase iiber die Wangen bis unter das Kinn, 
so daB der innerhalb des Maskenkorpers befindliche 
Mund- und Nasenraum als zusammenhangender Raum 
gegeniiber der Umgebung abgedichtet wird. An der Au- 
Benseite des Maskenkorpers sind zwei Filter befestigt, 
durch die der Benutzer einatmen kann und ein Rich- 
tungsventil in Hohe des Mundes, das die Ausatmung 
ermoglicht. 

Bei der beschriebenen Halbmaske ist es von Nachteil, 
daB sie eine hohe Leckrate hat und daher fur den Ein- 
satz in toxischen Gase.n wenig geeignet ist. Untersu- 
chungen haben gezeigt, daB Undichtigkeiten haufig im 
Bereich der Nase auftreten, da der an der Gesichtsober- 
flache gefiihrte Dichtwulst nur ungenugend an unter- 
schiedliche Gesichtsformen angepaBt werden kann. Au- 
Berdem hat die bekannte Halbmaske wegen der halb- 
schalenformigen Bauweise einen hohen Totraum und es 
besteht keine Moglichkeit, die Atmung auf die Mundre- 
gion zu beschranken. 

Eine andere, aus der DE-OS 29 08 674 bekannte 
Halbmaske besteht aus einem elastischen Maskenkor- 
per, der beidseits des die Nase des Benutzers uberdek- 
kenden Bereichs je einen Halter zum Anbringen einer 
Nasenklemme aufweist. Die Nasenklemme bewirkt ei- 
nen Druck des Maskenkorpers auf die Nase, um eine 
Dichtung im Nasenbereich zu gewahrleisten. Nachteilig 
bei der bekannten Maske ist, daB sie keinen guten Tra- 
gekomfort besitzt, da die Nase standig durch die Nasen- 
klemme zusammengedruckt wird. AuBerdem ist eine 
ausreichende Abdichtung in Bereichen mit toxischen 
Substanzen nur dann mdgiich, wenn die Vorspannung 
der Nasenklemme an die Nasenkontur des Benutzers 
angepaBt ist. Da derartige Halbmasken aber von unter- 
schiedlichen Benutzern getragen werden mussen oder 
auch kurzfristig in Rettungs- und Katastropheneinsat- 
zen benutzt werden, ist eine individuelle Anpassung an 
die Nasenkontur nicht immer durchfuhrbar. 

Die aus der DE-PS 6 28 919 bekannte Halbmaske hat 
einen Maskenkorper mit einem Dichtwulst, der im Be- 
reich der Nase Seitenflachen besitzt, die in geringern 
Abstand parallel zueinander verlaufen. Beim Anlegen 
der Maske an das Gesicht wird die Nase zwischen die 
parallel verlaufenden Seitenflachen des Maskenkorpers 
gedruckt und dadurch verschlossen. 

Nachteilig bei der bekannten Halbmaske ist, daB sie 
nur bei hohem AnpreBdruck an das Gesicht ausreichend 
abdichtet, da die parallelen Seitenflachen des Masken- 
korpers vollstandig iiber die Nase gestiilpt sein mussen 
und in dieser Position durch Kopfbander gehalten wer- 
den mussen. Um den AnpreBdruck im Bereich der Nase 
nicht zu hoch werden zu lassen, kann die Halbmaske nur 
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aus weichem Material gefertigt werden. Hierdurch ist 
bei Mundbewegungen, z. B. beim Sprechen, mit Undich- 
tigkeiten zu rechnen, so daB toxische Gase in das Innere 
gelangen konnen. 
5 Der vorliegenden Erfindung liegt somit die Aufgabe 
zugrunde, die Dichtfunktion der Halbmaske zu verbes- 
sern und die Lange eines umlaufenden Dichtwulstes am 
Maskenkorper zu verkurzen, den Totraum zu verrin- 
gern und den Tragekomfort zu erhdhen. 
to Die Losung der Aufgabe erfolgt dadurch, daB der 
Dichtwulst um einen ersten. die Nase umschlieBenden 
Dichtbereich und einen zweiten, den Mund umschlie- 
Benden Dichtbereich gefuhrt ist, wobei Mundund Na- 
senraum durch die Dichtbereiche voneinander abge- 
15 treant werden. 

Der Vorteil der Erfindung liegt im wesentlichen darin, 
daB Mund- und Nasenraum gegeniiber der Umgebung 
als separate Bereiche der Maske abgedichtet werden 
und der Umfang eines Dichtwulstes in jedem der beiden 
20 Dichtbereiche geringer ist als ein einziger am AuBen- 
rand des Maskenkorpers umlaufender Dichtwulst. 
Durch die Aufteilung der Dichtfunktion auf einen ersten 
und zweiten Dichtbereich ergeben sich fur die Maske 
geringere Leckagen, da jeder Bereich bedarfsadaptiert 
25 dimensioniert werden kann. AuBerdem entsteht an der 
Beruhrstelle der beiden Dichtbereiche, namlich der 
Oberlippe, eine zusatzliche Abstiitzung des Maskenkor- 
pers am Gesicht, wodurch die AnpreBkrafte auf eine 
groBere Flache verteilt werden und speziell der Nasen- 
30 bereich entlastet wird. So kann dieser Bereich der Mas- 
ke yorzugsweise auf die Dichtfunktion ausgelegt wer- 
dea Durch die bessere Dichtfunktion im Nasenbereich 
ist keine zusatzliche Nasenklemme notwendig und es 
entstehen damit keine seitlichen AnpreBkrafte auf die 
35 Nasenflugel. Hierdurch ergeben sich deutlich verbesser- 
te Trageeigenschaften fur die Maske. Der erste und der 
zweite Dichtbereich kann z. B. als Dichtlippe ausgefuhrt 
sein aus nachgiebigem Material, wie Silikon; es ist aber 
auch mdgiich, diese Bereiche durch Veranderung der 
40 Materialsteifigkeit des Maskenkorpers an den entspre- 
chenden Stellen zu erzeugen. 

Es ist zweckmaBig, den Nasenbereich des Masken- 
korpers als ein Nasenformstuck auszubilden. Dieses 
kann so ausgefuhrt sein, daB es sich an die Nasenkontur 
45 anschmiegt und dabei die Nasenlocher abdichtet. Durch 
diese MaBnahme ist der Totraum innerhalb des Nasen- 
raums auf ein Minimum reduziert Mit dem Nasenform- 
stuck kann eine doppelte Dichtfunktion gegeniiber der 
Umgebung realisiert werden und zwar iiber den direk- 
50 ten VerschluB der Nasenlocher und den ersten Dichtbe- 
reich, der an den Nasenflugeln anliegt 

Zur weiteren Reduzierung des Totraums ist es vor- 
teilhaft, den Mundbereich des Maskenkorpers als 
Mundformstiick auszufiihren. Der Benutzer kann, so- 
55 fern die Atmung durch den Mund erfolgt, das gesamte 
Atemgas aus der Halbmaske herausatmen. Die Abdich- 
tung des Mundraumes gegeniiber der Umgebung er- 
folgt durch den am Mundformstiick befindlichen zwei- 
ten Dichtbereich, der den Mund umschlieBt Der Be- 
60 reich des Maskenkorpers auBerhalb des zweiten Dicht- 
bereichs liegt nur lose auf den Wangen und der Kinnun- 
terseite auf und dient im wesentlichen zur Fixierungder 
Lage der Halbmaske am Gesicht des Benutzers. 

Eine zweckmaflige Ausfiihrungsform des zweiten 
65 Dichtbereichs ist, diesen als Munddichtbereich derart zu 
fuhren, daB er an der Oberlippe und den Wangen anliegt 
und das Kinn untergreift. Man erreicht auf diese Weise, 
daB die Dichtfunktion auch bei Mundbewegungen, wie 
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z. B.Sprechen, crhaltcn bleibt, da der Dichtbereich hier- 
bei nur gedehnt wird, ansonsten aber in der ursprungli- 
chen Lage verbleibi. Gegeniiber den bekannten Masken 
ist der Dichtbereich des Mundraumes verkiirzt worden, 
da der Nasenraum ausgespart ist und separat abgedich- 5 
tet wird. 

Sofern die Atmung allein durch den Mund erfolgen 
soil, ist der Mundraum mit einem AtemanschluB verse- 
hen. Bei reiner Atmung durch die Nase ist der Ateman- 
schluB an den Nasenraum angeschlossen. 10 

Ein Ausfuhrungsbeispiei der Erfindung ist in der 
Zeichnung dargestellt und wird im folgenden beschrie- 
ben. 

Es zeigen 

Fig. 1 die Seitenansicht einer Halbmaske mit Nasen- 15 
formstuck und Mundformstuck, 

Fig. 2 eine alternative Ausfiihrungsform der Halb- 
maske mit einem das Kinn untergreifenden Munddicht- 
bereich. 

Die in Fig. 1 dargestellte Halbmaske besteht aus ei- 20 
nem Maskenkorper (1), der einen Mundraum (2) und 
einen Nasenraum (3) umschlieBt und mit einer Bande- 
rung (4) am Kopf des Benutzers (12) gehalten wird. Der 
Nasenraum (3) ist der Bereich zwischen der Nase des 
Benutzers (12) und der Innenseite des Maskenkorpers 25 
(1) und der Mundraum (2) der Bereich zwischen dem 
Mund des Benutzers (12) und der Innenseite des Mas- 
kenkorpers (1) im Mundbereich. Fur die Zufuhrung von 
Atemgas ist der Maskenkorper (l)im Mundraum (2) mit 
einem AtemanschluB (11) versehen. 30 

Der Maskenkorper (1) ist im Nasenbereich als Nasen- 
formstuck (6) und im Bereich des Mundes als Mund- 
formstuck (7) ausgebildet Hierdurch ergibt sich ein klei- 
nes Toiraumvolumen innerhalb der Maske. Zur Abdich- 
tung der Nase gegeniiber der Umgebung ist das Nasen- 35 
formstuck (6) an der Innenseite mit einem ersten Dicht- 
bereich (8) versehen. Zusatzlich werden die Nasenld- 
cher an der Unterseite durch das fest anliegende Nasen- 
formstiick (6) verschlossen. Auf die Nasenflugel wirken 
somit keine seitlichen AnpreBkrafte, was den Trage- 40 
komfort erhoht. 

Das Mundformstuck (7) ist mit einem zweiten Dicht- 
bereich (9) abgedichtet, der ovalfdrmig zwischen Ober- 
und Unterlippe des Benutzers (12) verlauft. Die Dicht- 
bereiche (8, 9) konnen Bestandteil des Maskenkorpers 45 
(1) sein, z. B. in Form von angegossenen Verstarkungen, 
Wulsten oder separat aus einem anderen Werkstoff auf- 
gebracht sein. Der Bereich des Maskenkorpers (1) au- 
Berhalb der Dichtbereiche (8, 9) liegt nur lose auf dem 
Gesicht des Benutzers (12) auf und dient zur Fixierung 50 
der Lage der Halbmaske. 

Die in Fig. 2 dargestellte Ausfiihrungsform unter- 
scheidet sich von der Halbmaske nach Fig. 1, dafi der 
zweite Dichtbereich (9) als Munddichtbereich (10) der- 
art gefuhrt ist daB er an der Oberlippe und den Wangen 55 
anliegt und das Kinn untergreift. Damit bleiben Mund- 
bewegungen ohne negative Auswirkungen auf die 
Dichtqualitat, da z. B. beim Sprechen der Munddichtbe- 
reich nur gedehnt wird, ansonsten aber an gleicher Posi- 
tion am Gesicht verbleibt. Neben den Dichtungseigen- 60 
schaften erreicht man mit dieser Halbmaske auch eine 
gute Sprachverstandlichkeit 

Patentanspruche 

65 

1. Halbmaske mit einem den Mund- und Nasen- 
raum umgreifenden Maskenkorper mit umlaufen- 
dem Dichtwulst und einem AtemanschluB, dadurch 
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gekennzeichnet, daB der Dichtwulst um einen er- 
sten, die Nase umschlieBenden Dichtbereich (8) und 
einen zweiten, den Mund umschlieBenden Dichtbe- 
reich (9) gefuhrt ist, wobei Mundraum (2) und Na- 
senraum (3) durch die Dichtbereiche (8, 9) vonein- 
ander abgetrennt werden. 

2. Halbmaske nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Nasenbereich des Maskenkor- 
pers (1) als ein der Nasenkontur angepaBtes Nasen- 
formstuck (6) ausgebildet ist. 

3. Halbmaske nach Anspruch 2. dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Nasenformstuck (6) der Nase an- 
liegt und die Nasenlocher abdichtet 

4. Halbmaske nach einem der Anspruche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, daB der Mundbereich des 
Maskenkorpers (1) als ein der Mundkontur ange- 
paBtes Mundformstuck (7) ausgebildet ist. 

5. Halbmaske nach einem der Anspruche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, daB der zweite Dichtbe- 
reich als Munddichtbereich (10) derart gefuhrt ist, 
daB er an der Oberlippe und den Wangen anliegt 
und das Kinn untergreift. 

6. Halbmaske nach einem der Anspruche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, daB der Mundraum (2) 
mit einem AtemanschluB ( 1 1) versehen ist 

7. Halbmaske nach einem der Anspruche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, daB der Nasenraum (3) 
mit einem AtemanschluB versehen ist. 
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